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中心波長1555 nm、パルス幅1.0 ps、160 GHzの繰り返し光源（古河電工製）の出
















が12.4 mJ、スロープ効率は49 %であった。また30 mJの励起エネルギーの時の出
力エネルギーは7.7 mJで、パルス幅は11 nsであった。出力パルスはこのナノ秒エ
ンベロープの中に繰り返し160 GHzのピコ秒パルス列が入っていることになる。ま
た160 GHzの繰り返しはシード光の波長を変えることで容易に精度よく変えるこ
とができ、これにより、発振スペクトルの繰り返し周波数も掃引できることを確
認した。 
この注入同期の手法を用いて、パルス幅1.1 ps、繰り返し周波数160 GHzのTL
パルスを、その位相関係を保ったままピークパワーを3.8 MWまで増幅することが
できた。このように、高ピークパワーで高繰り返しかつ、繰り返し周波数が可変
なことを利用し、例えば分子の配列や回転の制御などに有用な光源として期待で
きる。 
 
